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近年、圧力や温度をはじめとした様々な生体情報を感知できるデバイスが注目を集めて

いる。中でも形状追従性、薄さ、軽さを特徴とするフレキシブルエレクトロニクス技術は、

装着者の負担が小さく、次世代の医療・ヘルスケアを支える技術として期待されている。 

特にフレキシブルな光素子は非侵襲で生体センシングやイメージングを行うことが可能

であるため、非常に盛んに研究が行われている。[参考文献：Yokota, Tomoyuki, et al. 

"Ultraflexible organic photonic skin." Science advances2.4 (2016): e1501856.] 

一般的に、有機の光素子は水や酸素への反応性が高く、大気安定性が低いため、デバイ

スの長寿命化が難しいという課題があった。したがって、フレキシブルな光センサデバイ

スの長寿命化を実現するには、水蒸気や酸素等のガス侵入を防ぐフレキシブルなハイバリ

ア膜の開発が必要不可欠である。今回、我々は総厚さ 1.2 μmのフレキシブルハイバリア膜

を作製し、有機光デバイスの基板として用いた。 

今回用いたフレキシブルハイバリア基板の構造図を示す(Fig(a))。フレキシブル性・透明

性・ハイバリア性を同時に実現するため、厚さ 1 μmのポリイミドと 200 nm の SiON によ

る有機・無機ハイブリッド構造を用いた。ポリイミドはスピンコートで、SiON は化学気層

成長(CVD)法でそれぞれ成膜を行った。    

単層 SiON 膜 200 nmについては、水分透過率（Water Vapor Transmission Rate）を差圧法に

よる水蒸気透過率測定装置で 2000 分測定したところ、1.0×10
-3

 g/m
2・days のバリア性を確

認できた(Fig(b))。発表当日はこのフレキシブルハイバリア基板に加えて、有機発光ダイオ

ードの実装結果も報告する予定である。 

 

 

 

 

 

Figure (a) Structure of flexible high barrier substrate       (b) Water permittivity of SiON 
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